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概要

ウエハ表面に有機物が吸着することで、ゲート酸化膜の耐圧劣化など様々な問題が発生することが知
られています。そのため、半導体デバイスの微細化・高集積化が進むにつれて、無機物だけでなく微量
の有機物についても汚染量を把握することが重要になってきています。
ここでは、2種類のウエハケースにSiウエハを保管し、ウエハ表面全体に付着した有機汚染成分をウエ
ハアナライザーでそれぞれ濃縮し、GC/MSで評価した事例を紹介します。
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製造プロセスおける有機汚染の原因や総量を評価できます

測定法 ：GC/MS
製品分野 ：LSI・メモリ・パワーデバイス
分析目的 ：組成評価・同定・微量濃度評価
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分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

ウエハケース内ウエハの有機汚染評価

■ウエハ搬送用ケース内の有機汚染評価
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アジピン酸エステル類分解物
（可塑剤由来）

ウエハケースA（300mmウエハケース）

ウエハケースB（200mmウエハケース）

ε-カプロラクタム
（6-ナイロン由来）

2,6-ジ-tert-ブチル-
1,4-ベンゾキノン

（酸化防止剤由来）

ケースAは6-ナイロンや可塑剤由来と考えられる汚染、
ケースBはフェノール系酸化防止剤由来の汚染が確認されました。

保持時間

：フェノール系酸化防止剤由来

有機汚染量 ： 2.6ng/cm2

（ヘキサデカン換算値）

有機汚染量 ： 3.0ng/cm2

（ヘキサデカン換算値）


